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FIG4A 
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Berechne fur auszubildenden integrierten Schaltkreis 
raumliche Anordnung von Kontaktierungselementen 
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( JErhalte vorlaufiges Layout ^ 
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Berechne basierend auf vorlaufigem Layout Ausrichtung 
von Rechteckseiten der Kontaktierungselemente 



( Erhalte endgiiltiges Layout^ . 
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Stelle Lithographie-Maske 
gemaB endgultigem Layout her 
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Prozessiere Wafer mit Projektions-Lithographie 
unter Verwendung der Lithographie-Maske 
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FIG 4B 




